在线低辐射镀膜玻璃
<REC>

<申请号>=CN94237225.5

<名称>=双端磁控溅射离子镀膜机

<申请（专利权）人>=长沙国防科技大学八达薄膜电子技术研究所

<发明（设计）人>=彭传才;魏敏;胡云慧;田雨时;刘重光;金昭廷;黄广连

<申请日>=1994.04.27

<地址>=410073湖南省长沙市国防科技大学四系

<摘要>=本实用新型涉及的是一种双端磁控溅射离子镀

膜机，由真空室和传输机构组成。其中真空室包括

前、后锁室、溅射区、隔离区和压差室，真空室内设置

有加热装置和溅射靶、偏压装置，在前锁室上开有入

口，后锁室上开有出口，在真空室壁上设有穿越口。

本实用新型具有长度尺寸小，从而投资小，生产节拍

快，具有多种功能，既可以镀热反射玻璃，也可以镀低

辐射玻璃，还可以在瓷砖、钢板上镀膜以及在有一定

曲面的板上镀膜，且膜的附着力，膜厚的均匀性都明

显改善，从而大大提高产品的质量。

<REC>

<申请号>=CN200510100985.6

<名称>=一种离线可钢化低辐射镀膜玻璃之膜面的保护方法

<申请（专利权）人>=深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司

<发明（设计）人>=曾小锦;李国鹏;陈可明

<申请日>=2005.11.01

<地址>=518067广东省深圳市南山区蛇口工业六路1号

<摘要>=一种离线可钢化低辐射镀膜玻璃之膜面的保护

方法是：离线可钢化低辐射镀膜玻璃之膜面上贴覆一层保护

膜。本发明离线可钢化低辐射镀膜玻璃之膜面的保护方法科

学、简单、容易实施。采用本方法贴覆在玻璃表面的保护膜具

有：一、保护膜黏度合适，不易脱落，在磨边、清洗时有强附

着力，抗水浸泡及冲洗，抗渗水；二、能满足玻璃的带膜任意

切割，不脱落；三、保护膜能轻易撕下，它不会在玻璃膜面上

留下残留物或破坏镀膜面；四、保护膜可使玻璃镀膜面保持洁

净，防止玻璃膜面在后续切、磨、钻、清洗等加工过程中被污

染及损伤；五、保护膜所具有的隔离性能，可以阻止玻璃镀层

面与空气的接触，避免镀层与空气中的氧、硫化物等物质反应

而被氧化。

<REC>

<申请号>=CN01112932.8

<名称>=点接式低辐射镀膜中空玻璃的生产工艺

<申请（专利权）人>=上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

<发明（设计）人>=孙大海;黄从越;谢丽美;楼君杨;俞德荣;孙宾;张晓雷

<申请日>=2001.05.18

<地址>=200126上海市济阳路100号

<摘要>=本发明采用切割机定位加工工艺和英特玛克加

工中心定位加工工艺相结合的定位方法,对玻璃进行切割、磨

边、钻孔,在玻璃进行磁控溅射镀膜工艺中采用专用器具去除玻

璃孔口边的膜层,在密封工艺中,采用密封衬圈丁基胶自动涂胶

工艺和点接孔注胶头器具涂胶密封,在合片工艺中,采用同心度

检测模、密封圈定位器和内衬圈定位固定器专用器具定位。

<REC>

<申请号>=CN94118301.7

<名称>=浮法在线生产镀膜玻璃的方法

<申请（专利权）人>=秦皇岛开发区蓝光玻璃新技术公司

<发明（设计）人>=汪建勋;孔繁华;刘军波;李春华;赵明;周秋林;曹涯雁;王伟;赵年伟

<申请日>=1994.11.22

<地址>=066000河北省秦皇岛市海港区燕山大街19号

<摘要>=本发明涉及浮法在线生产镀膜玻璃的方法。该

方法是在锡液温度620-640℃，玻璃带拉引速度

160-430m/h条件下，应用反应器将主要包括硅

烷、硼烷和作为稀释气体的氮气的镀膜混合气体于锡

槽内行进的热玻璃带上表面形成一种含硼多晶硅

膜。该方法具有高淀积速率，低可见光透过率，高可

见光反射率，适应不同玻璃拉引速度特点。

<REC>

<申请号>=CN99116863.1

<名称>=一种镀制可热处理的仿低辐射膜玻璃的方法

<申请（专利权）人>=苏州华东镀膜玻璃有限公司

<发明（设计）人>=孙延敏;张桂山;唐华明;陆火生

<申请日>=1999.09.09

<地址>=215128江苏省吴县市东吴南路石湖路

<摘要>=本发明公开了一种镀制可热处理的仿低辐射膜

玻璃的方法,使用真空磁控溅射镀膜玻璃生产设备,该方法交错

地使用不锈钢靶和钛靶,并且用氧气作为工艺气体;先镀制氧化

不锈钢膜,再镀制氧化钛膜,交错重复镀制;用该方法制造的镀膜

玻璃具有高透射率、高反射率和低辐射率,并且可以进行热处

理。

<REC>

<申请号>=CN00118914.X

<名称>=一种在线镀膜的方法

<申请（专利权）人>=浙江大学无机非金属材料研究所

<发明（设计）人>=杨辉;葛曼珍;孟祥森;江仲华

<申请日>=2000.06.15

<地址>=310027浙江省杭州市玉泉

<摘要>=本发明公布了一种用常压化学气相法(APCVD)

对浮法玻璃进行在线复合镀膜深加工的方法,镀膜时用SiH<SUB>4</SUB>－NH<SUB>3</SUB>－N<SUB>2</SUB>－H<SUB>2</SUB>O系统,通过调整SiH<SUB>4</SUB>、NH<SUB>3</SUB>、H<SUB>2</SUB>O的比例,在硅薄膜中掺加一定量的氮、氧以达到复合镀膜的目的。制备温度低于700℃,N<SUB>2</SUB>的纯度在99.99%以上,NH<SUB>3</SUB>/SiH<SUB>4</SUB>流量比例范围是10～100,NH<SUB>3</SUB>中水汽含量为0.1～0.001%。镀膜后的平板玻璃力学性能和化学稳定性能大幅度提高,可以克服玻璃的粘片和霉变现象,产生积极的经济效果。

<REC>

<申请号>=CN95116589.5

<名称>=内联式超薄弱光型非晶硅光电池生产线

<申请（专利权）人>=李毅

<发明（设计）人>=李毅;周庆明;周起才;陈刚

<申请日>=1995.10.20

<地址>=518000广东省深圳市福田区下步庙南区22栋504室

<摘要>=本发

明一种内联式超薄

弱光型非晶硅光电

池生产线，其特征在

于，上述在线生产设备概括为集成透明电极制造单元、集成非

晶硅膜制造单元、集成铝背电极制造单元、切片测试单元，应

用磁控溅射、化学汽相沉积、激光、电子计算机、自动控制、

等离子体沉积、真空蒸镀、丝网印刷等技术即可生产内联式超

薄弱光型非晶硅光电池。本发明优点是可以工业化、系列化、

大批量的进行生产；生产技术先进，技术含量高；工装设备投资

少、风险小；无环境污染，有利于环保。

<REC>

<申请号>=CN200610041201.1

<名称>=平板玻璃在线镀膜的方法和设备

<申请（专利权）人>=福耀集团双辽有限公司

<发明（设计）人>=尚贵才;周杰;赵福志;杨璋

<申请日>=2006.07.18

<地址>=136400吉林省双辽市福耀路833号

<摘要>=本发明公开了一种在平板玻璃上、特别是热的平

板玻璃上进行镀膜的方法和设备，适用于在浮法玻璃生产线锡

槽出口处，在线生产液态或固态镀膜玻璃，特别适用于阳光控

制镀膜，而且是膜层中含有金属氧化物的镀膜。本发明在锡槽

出口处的镀膜区域添加一独立的气氛控制室，使镀膜机、排气

装置位于气氛控制室内，该气氛控制室是单独的、不与锡槽相

连通的，在气氛控制室内充满有氧化气体氛围，并保持氧化气

体的压力一定。经过这样改进的平板玻璃膜具有以下优点，如

原材料利用率的提高、生产成本的降低、沉积效率的提高、排

气装置的清洗或吹扫周期长等。

<REC>

<申请号>=CN200710074842.1

<名称>=一种可后续加工的低辐射玻璃及其制造方法

<申请（专利权）人>=深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司;

<发明（设计）人>=陈可明;曾小绵

<申请日>=2007.06.06

<地址>=518067广东省深圳市蛇口工业六路1号

<摘要>=一种可后续加工的低辐射玻璃的制造方法，包括：玻璃基片镀膜前的清洗、干燥处理和镀膜完成后的检验，其特征在于：采用真空磁控溅射镀膜工艺在玻璃上依次镀制：氮化硅(Si<SUB>3</SUB>N<SUB>4</SUB>)膜层、氧化锌锡(ZnSnOx)膜层、氧化镍铬(NiCrOx)膜层、银(Ag)膜层、氧化镍铬(NiCrOx)膜层、氧化锌锡(ZnSnO)膜层和氮化硅(Si<SUB>3</SUB>N<SUB>4</SUB>)膜层。本发明采用独特的膜层配置结构制造出的产品具有低辐射率，光学性能稳定、颜色多样，能在700℃高温下，进行钢化、热弯和弯钢化等强化处理；能完全满足长途运输、储存(储存时间可超过八个月)、能满足在异地加工、切割、掰片、磨边、钻孔、清洗等后续加工的要求，在这些过程中，产品不脱膜、不氧化，产品能推广到民用住宅。

<REC>

<申请号>=CN03142007.9

<名称>=一种玻璃镀膜用混合气体及其制备方法

<申请（专利权）人>=杭州浙大高特材料科技有限公司

<发明（设计）人>=韩高荣;包颖;韩百荣

<申请日>=2003.07.28

<地址>=310013浙江省杭州市西湖区玉古路149号方圆大厦411室

<摘要>=本发明公开了一种以化学气相沉积法(CVD)在玻

璃表面在线制备纳米硅复合功能薄膜所必须的玻璃镀膜用混

合气体及其制备方法，该混合气体由基质气体SiH<SUB>4</SUB>和N<SUB>2</SUB>以及掺杂气体CO<SUB>2</SUB>、N<SUB>2</SUB>O、C<SUB>2</SUB>H<SUB>4</SUB>、B<SUB>2</SUB>H<SUB>6</SUB>和PH<SUB>3</SUB>中的任一种或几种组成。由于混合气体中引入掺杂气体，因此能够较为方便地控制硅纳米复合功能薄膜中的硅晶粒大小，改进薄膜的阳光控制功能，并起到了一定的装饰效果。采用本发明的混合气体可简化薄膜的制备工艺，降低薄膜的制备成本。混合气体制备过程中采用的恒温压力配比法有效地解决了通常在混合气体配比过程中由于将真实气体作为理想气体处理而产生误差的问题，做到了混合气体中各组成气体的精确配比。

<REC>

<申请号>=CN200710046652.9

<名称>=一种太阳能光伏发电夹层玻璃

<申请（专利权）人>=上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司;

<发明（设计）人>=孙大海;潘伟;张立云;沈国全;王龙梅;黄从越;潘翔云;王茂良;杨国浩

<申请日>=2007.09.29

<地址>=200126上海市济阳路100号

<摘要>=本发明提供一种能够发电的夹层玻璃-太阳能光伏发电夹层玻璃，其结构依次为：玻璃板/粘接层/太阳能电池组/粘结层/玻璃板。太阳能电池组包含至少含有一块太阳能电池板，以及太阳电池板的正负极引出线，正负极引出线从夹层玻璃中引出，从玻璃的边部引出，或者是从玻璃中间的钻孔处引出。玻璃板可以是浮法玻璃、平板玻璃、压花玻璃、钢化玻璃、低辐射镀膜玻璃或热反射镀膜玻璃。粘结层，可以是任何一种能将两片玻璃通过某种方法粘结起来的材料或其组合，厚度大于0.76mm。本发明的优点是，能够利用太阳能发电，并具有安全和装饰的效果。

<REC>

<申请号>=CN200610050716.8

<名称>=通过热处理使TiN薄膜具有自清洁性能的方法

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=赵高凌;张天播;郑鹏飞;韩高荣

<申请日>=2006.05.12

<地址>=310027浙江省杭州市浙大路38号

<摘要>=本发明公开了一种通过热处理使TiN薄膜表面

具有自清洁性能的方法。方法步骤如下：1)用10％的氢氟酸清

洗玻璃基板；2)将玻璃基板放入气相沉积反应室，通入

TiCl<SUB>4</SUB>、

NH<SUB>3</SUB>和

N<SUB>2</SUB>进行气相沉积反应，其中

TiCl<SUB>4</SUB>的流量为200－300sccm，

NH<SUB>3</SUB>的流量为100－200sccm，

N<SUB>2</SUB>的流量为700－1000sccm，反

应温度为500－700℃，反应时间为60－150s，在玻璃基板表

面沉积TiN薄膜；3)将热处理反应室预热至600－800℃，将上

述表面覆盖有TiN薄膜的玻璃基板放入热处理反应室中，热处

理时间为30min－120min，冷却后得到具有自清洁性能的TiN

薄膜。本发明的有益效果在于：通过较为简单的热处理工艺，

通过控制热处理的温度和时间，大大改善了TiN薄膜的表面性

能，用化学气相沉积法得到兼具低辐射和自清洁功能的镀膜玻

璃。

<REC>

<申请号>=CN200610135230.4

<名称>=防紫外线镀膜玻璃及其制造方法

<申请（专利权）人>=福耀集团双辽有限公司

<发明（设计）人>=尚贵才;周杰;赵福志;刘鸿雁;范丽香

<申请日>=2006.11.15

<地址>=136400吉林省双辽市福耀路833号

<摘要>=本发明公开了一种防紫外线镀膜玻璃及其制造

方法，所述玻璃包括至少两层，玻璃板和防紫外线膜层。玻璃

板由硅－钠－钙玻璃组成，防紫外线膜层由

FeO<SUB>x</SUB>或者具有掺杂物的

FeO<SUB>x</SUB>组成；也可由

TiO<SUB>2</SUB>和

CeO<SUB>2</SUB>或者具有掺杂物的

TiO<SUB>2</SUB>和

CeO<SUB>2</SUB>组成。所述制造方法，是采

用在线高温热解喷涂法，即将上述金属氧化物的金属的有机盐

或无机盐，按照一定比例溶解到溶剂中，形成镀膜液，用喷枪

均匀喷镀到玻璃板表面，形成膜层，再经过退火、切割、下片、

包装等工序制得最终产品。该产品紫外线透光率不大于8％，

甚至不大于5％，可以广泛应用到房屋顶、广告牌、壁画、博

物馆、展览馆、会议厅、百货公司等需要透光但又要防止紫外

线危害的环境。

<REC>

<申请号>=CN03267798.7

<名称>=低热传递中空复合防雾玻璃

<申请（专利权）人>=何斌

<发明（设计）人>=何斌

<申请日>=2003.07.18

<地址>=523000广东省东莞市虎门镇新湾管理区金湾大道海景大桥边虎门佩信玻璃厂

<摘要>=本实用新型公开了一种低热传递中空复合防雾

玻璃，包括一片或一片以上的钢化玻璃、一片或两片低辐射镀

膜钢化玻璃一起组合构成单层或多层中空玻璃，低辐射镀膜玻

璃组装在外侧，在低辐射镀膜面一组对边并靠近中空铝框的部

位各设有一条电极；每两片钢化玻璃之间的周边设有内装干燥

剂的中空铝框为中空间隔的支撑，中空铝框通过丁基胶与所述

玻璃周边相连接和密封，铝框外部和玻璃面之间再用耐高低温

的硅酮胶或室温硫化硅橡胶作结构胶，中空层充有隋性气体，

低辐射镀膜可以单向反射大部分的热辐射，还可以利用镀膜面

的导电性电热除雾，采用双道密封胶的密封性能更好，高低温

下不易老化变质和开裂，能达到更长的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200320110407.7

<名称>=低辐射膜玻璃生产的磁控溅射设备

<申请（专利权）人>=沈琪

<发明（设计）人>=沈琪

<申请日>=2003.10.24

<地址>=213179江苏省常州市武进区潘家镇周桥村委北街87号

<摘要>=本实用新型涉及一种低辐射膜玻璃生产的磁控

溅射设备，具有电解质镀层镀膜室和导电镀层镀膜室，电解质

镀层镀膜室的一侧设置有预抽室，电解质镀层镀膜室内设置有

镀电解质镀层的磁控靶，导电镀层镀膜室内设置有镀导电镀层

的磁控靶，在电解质镀层镀膜室与预抽室间设置有缓冲室，在

预抽室与外界、预抽室与缓冲室间、缓冲室与电解质镀层镀膜

室间分别设置有隔离密封缝阀，本实用新型的低辐射膜玻璃生

产的磁控溅射设备具有生产效率高，均匀性好，可控性强等特

点，能镀制低辐射玻璃、阳光控制膜玻璃、单向透视玻璃、高

反射镜面玻璃等产品，为目前磁控溅射镀膜玻璃生产线的升级

换代产品。

<REC>

<申请号>=CN01258489.4

<名称>=具有中频反应溅射二氧化硅的氧化铟锡玻璃在线联镀装置

<申请（专利权）人>=深圳豪威真空光电子股份有限公司

<发明（设计）人>=许生;范垂祯;周海军;吴克坚;高文波;颜远全;王建峰

<申请日>=2001.12.03

<地址>=518057广东省深圳市深南大道市高新技术工业村W1A区1楼

<摘要>=一种具有中频反应溅射二氧化硅的氧化铟锡玻

璃在线联镀装置,依顺序连接有前端过渡真空室、中频反应磁控溅射SiO<SUB>2</SUB>镀膜室、气体隔离装置、ITO镀膜室和后端过渡真空室,前、后端过渡真空室分别接有扩散泵,气体隔离装置由两个相通的隔离室、分子泵和扩散泵组成,连接中频反应磁控溅射SiO<SUB>2</SUB>镀膜室的隔离室接有分子泵,与ITO镀膜室相连的隔离室接有扩散泵,ITO镀膜室接有分子泵。本实用新型通过设置气体隔离装置,巧妙地减少甚至隔离了连通的SiO<SUB>2</SUB>镀膜室与ITO镀膜室之间不同气氛的相互影响,实现了二氧化硅(SiO<SUB>2</SUB>)膜与氧化铟锡(ITO)膜的在线联镀。通过设置中频双靶反应磁控溅射制备SiO<SUB>2</SUB>膜装置,具有制备SiO<SUB>2</SUB>膜速率高、成本低等的优点,提高了产品的产量和质量,降低了生产成本。

<REC>

<申请号>=CN94222610.0

<名称>=浮法在线玻璃镀膜的设备

<申请（专利权）人>=秦皇岛开发区蓝光玻璃新技术公司

<发明（设计）人>=汪建勋;孔繁华;刘军波;李春华;赵明;周秋林;曹涯雁;王伟;赵年伟

<申请日>=1994.09.26

<地址>=066000河北省秦皇岛市海港区燕山大街19号

<摘要>=

    本实用新型提供了一种浮法在线玻璃镀膜的设

备。它包括用于支承、发送气体分布和排出装置的大

车和小车，该大车和小车上设有水冷梁并可对接形成

横跨锡槽的运行轨道，设置在水冷梁上的气体分布装

置具有U形的混合气通道并使镀膜气体在玻璃带表

面形成层流。在气体分布和排气装置上设置有U形

通道清扫块装置和排气狭缝清扫装置。本实用新型

利用冷壁效应，可有效地减少粉尘在通道内的淀积；

粉尘清扫装置可进行不停车的在线锡槽内清扫。其

镀膜玻璃质量好，生产效率高。

<REC>

<申请号>=CN200820170757.5

<名称>=一种浮法玻璃生产线退火窑A0区在线镀膜环境调节装置

<申请（专利权）人>=杭州蓝星新材料技术有限公司

<发明（设计）人>=汪雄海;张  琴;李小双;曹晓欢;孔武斌;陶毓锋

<申请日>=2008.12.25

<地址>=310013浙江省杭州市西湖区古翠路8号新亚大厦7楼

<摘要>=本实用新型公开的浮法玻璃生产线退火窑A0区在线镀膜环境调节装置，包

括壳体、壳体的前端口与浮法玻璃生产线的过渡辊台区相连，壳体的后端口与

浮法玻璃生产线退火窑A1区相连，在壳体内安装有承载玻璃带从过渡辊台区向

退火窑A1区运行的传送辊，在壳体与过渡辊台区的连接处以及壳体与退火窑

A1区的连接处分别设有挡帘和上翻板，并有下翻板铰接在传送辊下方的壳体横

向截面上，在壳体内于玻璃带的上方设有加热器，壳体的顶部安装有与壳体内

腔相通的温度监测装置和压力调节装置。利用本装置可以方便地实现镀膜区温

度均匀、气流和压力场稳定均匀，本实用新型装置结构紧凑，根据生产需要可

以放置一个或多个浮法玻璃在线镀膜装置，生产具有各种特殊功能的镀膜玻璃。

<REC>

<申请号>=CN200320110408.1

<名称>=旋转磁靶式膜玻璃磁控溅射设备

<申请（专利权）人>=沈琪

<发明（设计）人>=沈琪

<申请日>=2003.10.24

<地址>=213179江苏省常州市武进区潘家镇周桥村委北街87号

<摘要>=本实用新型涉及一种旋转磁靶式膜玻璃磁控溅

射设备，具有电解质镀层镀膜室和导电镀层镀膜室，电解质镀

层镀膜室的一侧设置有预抽室，电解质镀层镀膜室内设置有镀

电解质镀层的磁控靶，导电镀层镀膜室内设置有镀导电镀层的

磁控靶，在电解质镀层镀膜室与预抽室间设置有缓冲室，在预

抽室与外界、预抽室与缓冲室间、缓冲室与电解质镀层镀膜室

间分别设置有隔离密封缝阀，本实用新型的旋转磁靶式膜玻璃

磁控溅射设备具有生产效率高，均匀性好，可控性强等特点，

能镀制低辐射玻璃、阳光控制膜玻璃、单向透视玻璃、高反射

镜面玻璃等产品，为目前磁控溅射镀膜玻璃生产线的升级换代

产品。

<REC>

<申请号>=CN200320110406.2

<名称>=带缓冲室膜玻璃生产磁控溅射设备

<申请（专利权）人>=沈琪

<发明（设计）人>=沈琪

<申请日>=2003.10.24

<地址>=213179江苏省常州市武进区潘家镇周桥村委北街87号

<摘要>=本实用新型涉及一种带缓冲室膜玻璃生产磁控

溅射设备，具有电解质镀层镀膜室和导电镀层镀膜室，电解质

镀层镀膜室的一侧设置有预抽室，电解质镀层镀膜室内设置有

镀电解质镀层的磁控靶，导电镀层镀膜室内设置有镀导电镀层

的磁控靶，在电解质镀层镀膜室与预抽室间设置有缓冲室，在

预抽室与外界、预抽室与缓冲室间、缓冲室与电解质镀层镀膜

室间分别设置有隔离密封缝阀，本实用新型的带缓冲室膜玻璃

生产磁控溅射设备具有生产效率高，均匀性好，可控性强等特

点，能镀制低辐射玻璃、阳光控制膜玻璃、单向透视玻璃、高

反射镜面玻璃等产品，为目前磁控溅射镀膜玻璃生产线的升级

换代产品。

<REC>

<申请号>=CN94237225.5

<名称>=双端磁控溅射离子镀膜机

<申请（专利权）人>=长沙国防科技大学八达薄膜电子技术研究所

<发明（设计）人>=彭传才;魏敏;胡云慧;田雨时;刘重光;金昭廷;黄广连

<申请日>=1994.04.27

<地址>=410073湖南省长沙市国防科技大学四系

<摘要>=本实用新型涉及的是一种双端磁控溅射离子镀

膜机，由真空室和传输机构组成。其中真空室包括

前、后锁室、溅射区、隔离区和压差室，真空室内设置

有加热装置和溅射靶、偏压装置，在前锁室上开有入

口，后锁室上开有出口，在真空室壁上设有穿越口。

本实用新型具有长度尺寸小，从而投资小，生产节拍

快，具有多种功能，既可以镀热反射玻璃，也可以镀低

辐射玻璃，还可以在瓷砖、钢板上镀膜以及在有一定

曲面的板上镀膜，且膜的附着力，膜厚的均匀性都明

显改善，从而大大提高产品的质量。
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